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Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum
groBflachigen Oberflichenbehandeln, z.B. Hirten,
Umschmelzen, Beschichten, Legieren, von Werk-
stlicken, insbesondere Metallen, mittels Lichtstrah-
len. Nachfolgend wird aus Vereinfachungsgriinden
Harten, Umschmelzen, Beschichten, Legieren und
Dispergieren von Werkstlicken Oberfldchenbehand-
lung von Werkstlicken genannt.

Zur Oberflichenbehandlung (Harten, Um-
schmelzen, Legieren, Beschichten etc.) von Metal-
len werden derzeit bereits vereinzelt Strahlverfah-
ren angewandt. Zum Einsatz kommen Elektronen-
strahlanlagen und zunehmend Laser. Nachteilig
wirken sich der hohe Kostenaufwand und insbeson-
dere beim Laser die begrenzte Strahlleistung aus.

Durch die GB 20 83 728 ist ein Gliihofen mit
einer Langbogenlampe bekannt. Die Langbogen-
lampe befindet sich in einem geschlossenen Raum.
Es ist ein statischer Betrieb vorgesehen. Die be-
kannte Vorrichtung arbeitet bei relativ niedrigen
Temperaturen, ndmlich Gliihtemperaturen, um Git-
terversetzungen auszuheilen und damit innere
Spannungen abzubauen. Es wird ein asphirischer
Reflektor verwendet, und die Lampe wird im Puls-
betrieb betrieben, um kurzfristig eine hohe Energie
zu erzielen zum Ausheilen der Gitterversetzungen.
Es ist eine gleichmiBige Energieverteilung vorge-
sehen, wobei die bestrahlte Fliche das Zwdlffache
der Licht emittierenden Fldche der Lampe nicht
Ubersteigen soll. Die Lampe und/oder das Werk-
stlick sind bei der Entgegenhaltung auBerhalb des
Strahlzentrums des Reflektors angeordnet, um die
gleichmiBige Ausleuchtung des Woerkstlickes zu
erhalten. Die Abbildung der einzelnen Strahlen er-
folgt in unterschiedlichen Punkien, so daB keine
Bilindelung, also keine Fokussierung der Lampen-
strahlen, vorliegt.

Durch die DE-AS 22 57 739 ist eine Vorrich-
tung zum SchweiBen, Schmelzen oder Erhitzen ei-
nes Werkstlickes mit Lichtenergie bekannt. Die
Vorrichtumg umfaBt einen ellyptischen Spiegel, in
oder nahe dessen einem spiegelnahen Brennpunkt
eine Bogenlampe als praktisch punktfGrmige Strah-
lungsquelle fir eine Hochtemperaturstrahlung und
in oder nahe dessen anderem spiegelfernen Brenn-
punkt das Werkstlick angeordnet ist. Durch eine
solche Vorrichtung ist praktisch nur eine punktfr-
mige Behandlung der Oberfliche des Werkstiickes
erreichbar, so daB groBflachige Behandlungen nur
miihsam und unvollkommen durchfihrbar sind.

Durch die JP-A-59 181 528 und JP-A-56 80
138 ist die Verwendung einer Langbogenlampe ge-
ringer Leistung zur Glihbehandlung von Silizium-
Einkristallen bekannt. Lampe und Silizium-Einkri-
stall sind relativ zueinander 2-dimensional beweg-
bar ausgebildet. Solche Silizium-Einkristalle weisen
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Wandstdrken unter 1 mm und relativ schlechte
Temperaturleitbedingungen auf. Durch die Gliihbe-
handlung sollen Gitterdefekte beseitigt werden,
aber die Gitterstruktur soll voll erhalten bleiben. Um
dies zu erreichen muB die eingesetzte Temperatur
niedrig und die Behandlungsdauer kurzzeitig sein.
Diese bekannten Verfahren und Vorrichtungen zur
Behandlung von Silizium-Einkristallen sind zum
Hérten und Umschmelzen, also zur Fest- und Flls-
sigphasenumwandlung, und ferner zur Beschich-
tung von Werkstlicken mittels Lichtstrahlen nicht
geeignet.

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, eine Vorrichtung der eingangs genann-
ten Art so auszubilden, dafB8 eine groBflichige Be-
handlung von Werkstiickoberflichen miihelos auch
mit hoher Strahlleistung mdglich ist.

Diese Aufgabe wird durch die Ausbildung ge-
miaB Kennzeichen des Anspruchs 1 geldst.

Mit Hilfe der erfindungsgemiBen Aufgabenl|d-
sung ist es mdglich, eine groBflachige Oberfld-
chenbehandlung mit Hochleistungslampen durch-
zufihren.

Vorteilhafte und zweckmiBige Weiterbildungen
der erfindungsgeméBen Aufgabenldsung sind in
den Unteranspriichen gekennzeichnet.

Die Erfindung soll nachfolgend anhand der bei-
gefigten Zeichnung ndher erldutert werden.

Es zeigt:

Fig. 1

eine schematische perspektivische Darstellung
einer erfindungsgemaBen Vorrichtung mit Re-
flektor und Langbogenlampe zur Oberflachenbe-
handlung eines Werkstlickes,

Fig. 2

eine schematische Darstellung der erfindungs-
gemiBen Vorrichtung nach Fig. 1 in geneigter
Stellung zur Einstellung der Bearbeitungsspur-
breite,

Fig. 3

und 4 die Vorrichtung nach Fig. 1 oder 2 mit
zusétzlicher Verwendung von Blenden zur Be-
strahlungsbegrenzung,

Fig. 5

bis 9 die Vorrichtung nach Fig. 1 oder 2 mit
zusétzlicher Verwendung von Spiegeln zur Be-
strahlungsbegrenzung,

Fig. 10

die erfindungsgemiBe Vorrichtung in winkliger
Stellung, in der die Reflektornormale unter ei-
nem Winkel zwischen Werkstlick und Vorrich-
tung steht, wobei die Neigung um die Lings-
achse der Langbogenlampe erfolgt,

Fig. 11

die erfindungsgemiBe Vorrichtung mit zur zwi-
schen Reflektor und Werkstlick geneigtem Re-
flektor, wobei die Neigung quer zur Lingsachse
erfolgt,
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Fig. 12 und 13

die erfindungsgemiBe Vorrichtung mit zusitzli-
cher Verwendung von Wasserbrausen zur Ab-
kiihlung und Strahlabschirmung bei Relativbe-
wegung in Richtung der und quer zur Ladngsach-
se des Linienfokus,

Fig. 14 bis 16

die erfindungsgemafBe Vorrichtung mit einer Ein-
richtung zur Zuflhrung eines Bearbeitungsgas-
stromes.

In den Figuren der Zeichnung sind gleiche
Bauteile mit den gleichen Bezugszeichen versehen.

Die Zeichnung zeigt eine Vorrichtung zur Ober-
flichenbehandlung von Werkstlicken. Die Vorrich-
tung umfaBt einen Reflektor 1 mit ellyptischer Zy-
linderfliche 11 und seitlichen AbschluBwinden 12,
die eine etwa im reflektornahen Fokus angeordnete
Hochleistungsbogenlampe 2 lagern, deren Licht-
strahlen 30 auf einen reflektorfernen Linienfokus 4
fokussiert werden, vgl. Fig. 1.

Im oder nahe diesem Linienfokus 4 befindet
sich die Oberfliche eines zu behandelnden Werk-
stlickes 3. Das Werkstlick 3 ist mit Hilfe einer
Einrichtung (nicht dargestellt) dreidimensional be-
wegbar angeordnet, was durch das Koordinaten-
kreuz XYZ und die Bewegungspfeile 5 angedeutet
ist. Anstelle des Werkstiickes oder zusdtzlich kann
der Reflektor 1 dreidimensional beweglich angeord-
net sein. Die Relativbewegung zwischen dem
Werkstlick und dem Reflektor 1 bzw. dem Lampen-
strahl des Reflektors kann durch eine CNC-Steue-
rung gesteuert werden, wobei entweder das Werk-
stlick oder der Reflektor oder beide Teile bewegt
werden.

Der Reflektor 1 mit Hochleistungslangbogen-
lampe 2 ist zur Seite unter einem Winkel o zwi-
schen null und 90° orthogonal zur Relativbewe-
gung 5 einstellbar, um so die Bearbeitungsspur-
breite 6 einstellen zu k&nnen, vgl. Fig. 2.

Um die Bestrahlungsfldche auf der Oberfldche
des Werkstlickes 3 zu verkleinern, sind kihlbare,
im Strahlengang 30 angeordnete Blenden 7, 7' zur
Strahlbegrenzung vorgesehen, vgl. Fig. 3 und 4,
wobei die Blenden 7 zur Begrenzung der Breite der
Bestrahlungsfldche (Fig. 3) und die Blenden 7' zur
Begrenzung der Lange der Bestrahlungsfliche
(Fig. 4) des Werkstilickes 3 dienen.

Die Begrenzung der Breite der Bestrahlungsfl-
che kann auch durch Spiegel 8 (Fig. 5) und 18
(Fig. 7) und 28 (Fig. 9) und die Begrenzung der
Ldnge der Bestrahlungsfliche durch Spiegel 8’
(Fig. 6) und 18' (Fig. 8) erfolgen.

Um die Erwdrmungs- und Abkuhlprozesse der
Werkstlickrandschicht zu verbessern, kann der Re-
flektor 1 um die Langsachse der Langbogenlampe
2 verschwenkt werden, derart, daB die Werkstlick-
oberflichennormale und die Reflektornormale unter
einem Winkel 8 um die Langsachse der Langbo-
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genlampe zueinander stehen, wie dies in der Fig.
10 dargestellt ist. Ferner ist der Reflektor 1 mit der
etwa im reflektornahen Fokus liegenden Ldngsach-
se der Langbogenlampe 2 unter einem Winkel v
quer zur Ldngsachse der Langbogenlampe neigbar,
vgl. Fig. 11.

Hierdurch ist auBerdem eine gezielte Beeinflus-
sung der Erwdrmung im Strahlungslinienfokus, ins-
besondere zur Vermeidung von Uberhitzungen von
Werkstlickbereichen mit verringerter Warmeleitung,
z. B. von Kanten und Ecken, m&glich.

In den Strahlengang 30 zwischen Reflektor 1
und Werkstlick 3 ist eine Kihleinrichtung 25, bei-
spielsweise in Form eines Rohres oder eines plat-
tenférmigen Hohlk&rpers mit zum Werkstlick 3 zei-
genden Dilsen 26,bewegbar, um die erwidrmte
Randschicht bzw. die erwdrmte Oberfliche mdg-
lichst rasch abzukiihlen, vgl. Fig. 12, 13. Gleichzei-
tig kann diese Einrichtung als Blende zur Begren-
zung des Strahlenganges dienen. Die Kihleinrich-
tung 25 kann so angeordnet werden, daB eine
Werkstlickabschreckung bei Relativbewegung in
Richtung der Linienfokusldngsachse, vgl. Fig. 13,
oder daB eine Werkstlickabschreckung bei Relativ-
bewegung quer zur Linienfokusldngsachse, vgl.
Fig. 12, erreicht wird. Vorteilhaft kann die Kihlein-
richtung eine Art Wasserbrause sein, um insbeson-
dere bei langen Strahleinwirkzeiten die Werkstlick-
randschicht mit Wasser besser abschrecken zu
kdnnen.

Um ein Verschmutzen des Reflektors durch
von der Werkstiickoberfliche aufsteigende Gase
und Dampfe zu verhindern, kann ein Bearbeitungs-
gasstrom 31 quer, vornehmlich entgegen der Vor-
schubrichtung bei Bewegung des Werkstlickes
oder in Vorschubrichtung bei Bewegung des Re-
flektors zwischen Werkstlick und Reflektor vorge-
sehen werden. Hierzu kann unterhalb oder seitlich
des reflektierten Strahlenblindels 30 eine Einrich-
tung 27 mit Bearbeitungsgasdiise 29 angeordnet
sein, vgl. Fig. 14 und 15. Die Bearbeitungsdiisen
29 kdnnen auch in den Reflektor integriert werden,
wie dies in der Fig. 16 dargestellt ist, vornehmlich
an Stellen im Reflektor, die nicht oder nur in gerin-
gem MabBe zur Strahlungsintensitdt im Linienfokus
beitragen; diese Stellen sind beispielsweise der
Zenit des Reflekiors oder die Seitenwdnde 12 des
Reflektors. Diese Anordnung der Bearbeitungsgas-
disen hat den Vorteil, daB bei Wasserabschrek-
kung der entstehende Wasserdampf vom Reflektor
weggeblasen wird.

Um bei Beginn der Oberflichenbehandlung
bzw. beim Anfahren der Behandlung Uber eine
Werkstlickkante flir eine kurze Zeitdauer, vornehm-
lich > 3 sec., eine Einlaufstrecke mit nicht stationé-
ren Wiarmeleitbedingungen zu vermeiden, wird auf
eine Relativbewegung zwischen Werkstlick und
Reflektor verzichtet und wird die Werkstlickoberfla-
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che stationér bestrahlt.

Zur Vermeidung der Uberhitzung der Werk-
stlickrandschicht beim Uberfahren einer Werk-
stlickkante bzw. eines Werkstlickbereichs mit ver-
minderter Wiarmeableitung, kann die Lampenlei-
stung entsprechend den Wirmeleitbedingungen
bzw. der Werkstiickvorwdrmung verringert werden.

Die oben beschriebene Vorrichtung kann vor-
zliglich eingesetzt werden zur groBflachigen Ober-
flichenbehandlung von Werkstlicken. Fir diese
Oberflachenbehandlung wird das Licht der Hochlei-
stungslangbogenlampe 2 mit Hilfe des Reflektors 1
auf die Oberfliche des Werkstlickes 3 fokussiert,
wobei entweder eine Relativbewegung zwischen
Werkstiick und Reflektor zur fldchenlberstreichen-
den Erwidrmung oder eine stationdre Erwdrmung
der Randschicht vorgesehen ist, um die Rand-
schicht zu erwdrmen und bei hohen Intensitdten im
Fokus und/oder bei langen Strahleinwirkzeiten zu
erschmelzen und anschlieBend durch Selbstab-
schreckung oder durch Abschreckung mit einem
Abschreckungsmedium, beispielsweise Wasser, zu
erkalten. Bei rascher Erwdrmung, d. h. bei hohen
Intensitdten im Linienfokus und kurzen Strahlein-
wirkzeiten kann man eine Erkaltung der Werkstik-
ke groBerer Wandstérke, vornehmlich > 20 mm,
durch Selbstabschreckung erzielen. Bei langen
Strahleinwirkzeiten erfolgt die Abschreckung vor-
teilnafter mit Wasser, wie dies oben schon erwdhnt
worden ist. Zum Harten der Oberfliche eines
Werkstlickes wird die Intensitdt im Linienfokus, d.
h. die Lampenleistung und/oder die Strahleinwirk-
zeit so klein gewihlt, daB die Schmelztemperatur
der Werkstlckrandschicht nicht erreicht wird.

Zum Lampenumschmelzen, -beschichten, -dis-
pergieren und -legieren wird mit hohen Intensititen
im Linienfokus des Reflektors gearbeitet, d. h. mit
hohen Lampenleistungen und/oder langen Strahl-
einwirkzeiten, um so die Schmelztemperatur des
Werkstlickes und beim Beschichten und Legieren
auBerdem des Zusatzwerkstoffes zu erreichen.

Es soll angemerkt werden, daB zur Energieein-
koppelung der Strahlung der erfindungsgemafBen
Vorrichtung in die Werkstlckoberfliche von Stahl
und GuBeisen und einer Reihe von anderen Werk-
stoffen keine absorptionserh&henden Mittel auf die
Oberflaiche des Werkstlickes aufgebracht zu wer-
den brauchen.

Das Werkstlick kann im Ubrigen vor der Lam-
penstrahlbehandlung oder nach der Lampenstrahl-
behandlung einer weiteren Wirmebehandlung un-
terzogen werden.

Patentanspriiche
1. Vorrichtung zum groBflachigen Oberfldchenbe-

handeln, z.B. Harten, Umschmelzen, Beschich-
ten, Legieren, von Werkstlicken, insbesondere
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Metallen, mittels Lichtstrahlen, mit einem Re-
flektor, der durch eine zylindrische Fliche oder
eine elliptische Zylinderfliche (11) gebildet
wird und mit einer im Reflektor angeordneten,
kontinuierlich betriebenen Hochleistungslang-
bogenlampe (2), die im wesentlichen im Fokus
des Reflektors (1) angeordnet ist, der das Licht
der Hochleistungslangbogenlampe auf einen
reflektorfernen Linienfokus (4) fokussiert, in
oder nahe dem das zu behandelnde Werk-
stlick (3) angeordnet ist, wobei der Reflekior
(1) und das Werkstlick (3) relativ zueinander
dreidimensional bewegbar ausgebildet sind.

Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daB der Reflektor (1) zur Ein-
stellung der Erwdrmungsspurbreite  ver-
schwenkbar ist, derart, daB die Lingsachse
des Linienfokus (4) unter einem Winkel ortho-
gonal zur Relativbewegung (5) zwischen 0°
und 90 ° einstellbar ist.

Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, daB zur Verbesserung der
Erwdrmungs- und Abkihlprozesse der Werk-
stlickrandschicht der Reflekior so einstellbar
ist, daB die Werkstlickoberflichennormale und
die Reflektornormale unter einem Winkel zu-
einander stehen, wobei die Kippung um die
Langsachse der Langbogenlampe erfolgt.

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB
zur gezielten Beeinflussung der Erwdrmung
und der Abklhlung des Werkstlickes (3) der
Reflektor (1) relativ zum Woerkstlick quer zur
Langsachse neigbar ist.

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB
zur Verkleinerung der Bestrahlungsflache Blen-
den (7, 7") und Spiegel (8, 8', 18, 18", 28) zur
Strahlbegrenzung vorgesehen sind.

Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, daf3 die Spiegel keilférmig oder
kegelférmig ausgebildet sind.

Vorrichtung nach Anspruch 5 oder 6, dadurch
gekennzeichnet, daB die Blenden und/oder
Spiegel kihlbar ausgebildet sind.

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB
zur raschen Abklihlung der erwdrmten Rand-
schicht des Werkstlickes (3) Kihleinrichtungen
(25) vorgesehen sind.
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Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, daB die Kihleinrichtungen
Wasserbrausen sind.

Vorrichtung nach Anspruch 8 oder 9, dadurch
gekennzeichnet, daB die Kihleinrichtungen
gleichzeitig als Blenden zur Begrenzung des
Strahlenganges ausgebildet sind.

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB
Bearbeitungsgasdiisen (29) vorgesehen sind,
deren Wirkbereich zwischen Reflektor (1) und
Werkstlick (3) liegt und Uber die ein Bearbei-
tungsgasstrom zufiihrbar ist, der quer, entge-
gen der Vorschubrichtung (5) bei Bewegung
des Werkstlickes oder in Vorschubrichtung bei
Bewegung des Reflektors zwischen Reflektor
und Werkstlick einblasbar ist.

Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dafl die Bearbeitungsgasdiisen
(29) in die Reflektorfliche des Reflektors inte-
griert sind.

Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dafl die Bearbeitungsgasdiisen
(29) im Zenit des Reflektors oder in den Sei-
tenwinden des Reflektors angeordnet sind.

Claims

Device for large-area surface ftreatment, e.g.
hardening, remelting, coating, alloying, of work-
pieces, particularly metals, with light beams,
comprising a reflector, formed by a cylindrical
wall or an elliptical cylindrical wall (11), and a
high-power arc lamp (2), which is situated in
the reflector and is in continuous operation, the
lamp being situated substantially in the focus
of the reflector (1) which focuses the light of
the high-power arc lamp to a linear focus (4)
spaced from the reflector in or near which is
situated the workpiece (3) to be treated, the
reflector (1) and the workpiece (3) being ar-
ranged to be movable with respect to each
other in three dimensions.

Device according to claim 1, characterised in
that the reflector (1) is tiltable for the adjust-
ment of the width of the heating track such that
the longitudinal axis of the linear focus (4) is
adjustable orthogonally to the relative move-
ment (5) at an angle between 0° and 90°.

Device according to claim 1 or 2, characterised
in that, in order to improve the heating and
cooling processes in the peripheral layer of the
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10.

11.

12,

13.

workpiece, the reflector is adjustable in such a
way, that the perpendicular to the surface of
the workpiece and the perpendicular to the
reflector extend at an angle with respect to
each other, the tilting being performed about
the longitudinal axis of the elongate arc lamp.

Device according to any one of the preceding
claims, characterised in that the reflector (1)
may be inclined relative to the workpiece
transversely to the longitudinal axis to influ-
ence the heating and cooling of the workpiece
(3) as desired.

Device according to any one of the preceding
claims, characterised in that screens (7, 7')
and mirrors (8, 8', 18, 18', 28) are provided to
limit the beams in order to reduce the irradi-
ated area.

Device according to claim 5, characterised in
that the mirrors are wedge-shaped or tapered.

Device according to claim 5 or 6, characterised
in that the screens and/or mirrors are coolable.

Device according to any one of the preceding
claims, characterised in that cooling devices
(25) are provided for fast cooling of the heated
peripheral layer of the workpiece (3).

Device according to claim 8, characterised in
that the cooling devices are water sprays.

Device according to claim 8 or 9, characterised
in that the cooling devices are at the same
time made as screens to limit the path of
beams.

Device according to any one of the preceding
claims, characterised in that nozzles (29) for a
treatment gas are provided whose action zone
is between the reflector (1) and the workpiece
(3) and through which may be supplied a
stream of the treatment gas, which may be
blown in transversely between the reflector and
the workpiece against the direction (5) of ad-
vance during the movement of the workpiece
or in the direction of advance during the move-
ment of the reflector.

Device according to claim 11, characterised in
that the nozzles (29) for the treatment gas are
integrated into the reflector wall of the reflec-
tor.

Device according to claim 12, characterised in
that the nozzles (29) for the treatment gas are
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situated in the zenith of the reflector or in the
side walls of the reflector.

Revendications

Dispositif pour le traitement superficiel & gran-
de surface, par exemple durcissement, refonte,
recouvrement, alliage, de pieces d'oeuvre, en
particulier de métaux, au moyen de rayons
lumineux, avec un réflecteur qui est formé par
une surface cylindrique ou une surface de
cylindre elliptique (11) et avec une lampe 2 arc
allongé de haute capacité (21) 2 fonctionne-
ment continu disposée dans le réflecteur, qui
est disposée sensiblement au foyer du réflec-
teur (1) qui focalise la lumiére de la lampe a
arc allongé de haute capacité sur un foyer
lindaire (4) éloigné du réflecteur qui est dispo-
sé dans, ou prés de, la pieéce d'oeuvre (3) a
traiter, le réflecteur (1) et la piéce d'oeuvre (3)
étant réalisés mobiles tridimensionnellement
I'un par rapport 4 l'auire.

Dispositif selon la revendication 1,

caractérisé en ce que le réflecteur (1) est
pivotant pour le réglage de la largeur de la
trace d'échauffement de telle maniére que
I'axe longitudinal du foyer linéaire (4) est régla-
ble selon un angle orthogonal au déplacement
relatif (5) compris entre 0° et 90°.

Dispositif selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que, pour |'amélioration des
processus d'échauffement et de refroidisse-
ment de la couche superficielle de la piece
d'oeuvre, le réflecteur est réglable de telle
maniére que la normale 3 la surface de la
piece d'oeuvre et la normale au réflecteur se
trouvent l'une par rapport & l'autre sous un
certain angle, le basculement autour de l'axe
longitudinal de la lampe & arc allongé en résul-
tant.

Dispositif selon I'une des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce que, pour influencer
I'échauffement et le refroidissement de la pié-
ce d'oeuvre (3) de maniére appropriée, le ré-
flecteur (1) est inclinable fransversalement a
I'axe longitudinal par rapport & la piece d'oeu-
vre.

Dispositif selon I'une des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce que, pour une réduc-
tion de la surface d'irradiation, on prévoit des
obturateurs (7, 7") et des miroirs (8, 8', 18, 18',
28) pour une limitation du rayonnement.
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Dispositif selon la revendication 5,
caractérisé en ce que les miroirs sont réalisés
cunéiformes ou coniques.

Dispositif selon la revendication 5 ou 6,
caractérisé en ce que les obturateurs et/ou les
miroirs sont réalisés refroidissables.

Dispositif selon I'une des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce que, pour un refroi-
dissement rapide de la couche superficielle
échauffée de la piece d'oeuvre (3), on prévoit
des dispositifs de refroidissement (25).

Dispositif selon la revendication 8,
caractérisé en ce que les dispositifs de refroi-
dissement sont des arrosoirs 2 eau.

Dispositif selon la revendication 8 ou 9,
caractérisé en ce que les dispositifs de refroi-
dissement sont réalisés simultanément en tant
qu'obturateurs pour la limitation de la marche
des rayons.

Dispositif selon I'une des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce qu'on prévoit des
buses & gaz de traitement (29) dont la plage
active se trouve entre le réflecteur (1) et la
piece d'oeuvre (3) et par lesquelles peut &ire
amené un courant de gaz de traitement qui
peut éfre insufflé transversalement entre le ré-
flecteur et la piece d'oeuvre, en sens inverse
de la direction d'avancement (5) dans le cas
d'un déplacement de la piéce d'oeuvre ou
dans la direction d'avancement dans le cas
d'un déplacement du réflecteur.

Dispositif selon la revendication 11,

caractérisé en ce que les buses & gaz de
traitement (29) sont intégrées dans la surface
réfléchissante du réflecteur.

Dispositif selon la revendication 12,

caractérisé en ce que les buses & gaz de
traitement (29) sont disposées au zénith du
réflecteur ou dans les parois latérales du ré-
flecteur.
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